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Spos6b wprowadzania dodatkow do kapieli stopéw metali

Przedmiotem wynalazku jest sposdéb wprowadzania dodatkéw, do ktdrych zalicza sie dodatki stopowe,
modyfikatory, reagenty i inne, do kapieli stopéw metali.

Dotychczas wprowadza sie dodatki, umieszczajac odpowiednio rozdrobnione sktadniki w postaci zapraw, -
czyli stopéw dwu— lub wielosktadnikowych, w zbiorniku dozownika umieszczonego nad rynna spustowq lub
kadzia. Stad zsypuja sie one na przegrode kierujacg i przy pomocy mechanizmu dozujacego sa wprowadzane do
kapieli metalowej. Stosowanie zapraw jest zwigzane z wprowadzaniem niepozadanych sktadnikéw mogacych
zmieni¢ wtasnosci isktad stopu, anie zawsze jest mozliwe stosowanie sktadnikéw czystych, zwtaszcza
trudnotopliwych, ze wzgledu na niska temperature kapieli uniemozliwiajaca ich wymieszanie i rozpuszczenie.
Ponadto w wyniku endotermicznych reakcji rozpuszczania nastepuje gwattowny spadek temperatury kapieli
i pogorszenie wtasnosci fizyko-chemicznych zuzla rafinujacego. Otrzymane w ten sposéb stopy maja niejednorod-

- ng strukture i wykazujg wahania w sktadzie chemicznym.

Celem wynalazku jest utatwienie wprowadzania dodatkdw stopowych o wysokiej temperaturze topnienia,
przez wykorzystanie strumienia plazmy o duzej energii kinetycznej. ,

Cel ten zostat osiagniety przez wprowadzenie do kapieli metalowej dodatkéw stopowych, modyfikatoréw
lub reagentéw w postaci proszkéw lub pretéw w strumieniu plazmy, wyp#ywajacej z duzg energia kinetyczna ze
znanego urzadzenia plazmowego. Uzyskiwana w urzadzeniu plazmowy'm tempertura wystarcza do stopienia
najbardziej trudnotopliwego materiatu. Wyptywajaca z urzadzenia plazmowego plazma porywa czastki sktadnika
stopowego i kieruje je do kapieli metalowej. Duza energia kinetyczna czastki zapewnia catkowite wymieszanie
kapieli i jej rafinacje gazowa. Wysoka tempratura uzyskiwana w sposobie wedtug wynalazku polepsza wtasnosci
fizykochemiczne 2uzla rafinujgcego zwiekszajac jego aktywnosé. Ponadto stosowane w urzadzeniu plazmowym
gazy obojetne jak hel lub argon zapewniajg wytworzenie atmosfery ochronnej nad kapiela metalowa. Stopy
otrzymane sposobem wedtug wynalazku posiadajg jednorodng strukture i wymagany sktad chemiczny.

Zastrzezenie patentowe
Sposéb wprowadzania dodatkdw do kapieli stopéw metali, znamienny tym, ze dodatki stopowe,

modyfikatory lub reagenty w postaci proszkéw lub pretéw wprowadza si¢ do kapieli w strumieniu plazmy
wyptywajacej z duig energig kinetyczng ze znanego urzadzenia plazmowego. '



	PL78989B2
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


